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1Université catholique de Louvain, Institute of Mechanics, Materials and Civil Engineering, Materials

and process Engineering, IMAP (UCLouvain) – Place de l’Université 1 - 1348 Louvain-La-Neuve,
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Résumé

Le composé Heusler Fe2VAl suscite un intérêt grandissant de la part de la communauté
scientifique de par ses excellentes performances en termes de facteur de puissance [1-2] au-
tour de la température ambiante, couplées à la grande disponibilité et la non-toxicité de
ses éléments constitutifs. La mise en œuvre de composés thermoélectriques sous forme de
couches minces présente un intérêt d’un point de vue fondamental, notamment avec les pos-
sibilités de nano-structuration, mais aussi d’un point vue applicatif où cette mise en œuvre
faciliterait l’intégration des modules thermoélectriques pour l’alimentation de capteurs au-
tonomes par exemple. Néanmoins, les études portant sur le Fe2VAl en couches minces sont
encore relativement peu nombreuses et certains résultats récents suscitent encore certaines
interrogations [3-4].
Dans notre étude, des couches minces de Fe2VAl ont été obtenues par une méthode de
co-pulvérisation permettant de facilement contrôler la stœchiométrie des dépôts. Après op-
timisation du procédé, des couches de type p et n ont pu être obtenues avec des facteurs de
puissances de 0.8 et 1.6 10-3 W/mK2, respectivement. En outre, une étude détaillée de la
microstructure a été effectuée afin d’expliquer l’origine des performances obtenues notam-
ment après recuit. Finalement, les possibilités et les contraintes en termes d’intégration de
ces couches dans des modules fonctionnels ont été évaluées.
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